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504178-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

UcnaHua — UHTerpanHu cxemu n eneKTpoHHU MUKPOKOMMIEKTU — Suministro, instalaciéon y
puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers
(UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

HocTaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
EnekTpoHHa nowa: contratacion@upv.es
MNpaBHa kaTeropusa Ha KynyBaya: [ybnnyHonpaBHa opraHu3auus, KOHTponupaHa ot
pernoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawwmsa opraH: ObpasoBaHue

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Onucanue: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacién. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucion nanomeétrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccidn de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
WpeHTndpumkatop Ha npoueaypata: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38adedf
BbTpeweH ngeHtudpukatop: MY26/ITEAM/S/55
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He
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2.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: [JocTtaBku
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 31712110 NHTerpanHm cxeMm n enekTpoHHN MUKPOKOMIMIIEKTU

2.1.2. MsacTo Ha uanbJIHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)
Obpxaea: VicnaHna

2.1.3. CrtomHocCT
MporHosHa cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa AC: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KNKOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNOYBaHe: YBegoMMeHne
KoHnMKT Ha nHTepecu, CBbp3aH C ydacTUeTo B npoueaypara 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbyka: Conflicto de intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento
de contratacion objeto de este contrato.

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Onucanue: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a
cabo la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de
mejorar las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y
tecnologias de semiconductores de proxima generacion. A tal efecto, resulta necesario
proceder a la adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado.
Escribe caracteristicas con resolucién nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado
a patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccion de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacion de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacién en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
BbTpeweH nageHtndpukatop: MY26/ITEAM/S/55
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5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: [JocTtaBku
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 31712110 UHTerpanHm cxeMm n enekTpoOHHN MUKPOKOMIMIIEKTU

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)
Obpxaea: VicnaHua

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIHKUTENHOCT
Hauanna pata: 01/11/2026
KpanHa gata Ha npogbmkutenHoctTa: 01/06/2029

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka, PUHAHCUpPAH U3LAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbykm (CAM)
: He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBYKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka
lMoaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXy OKonHaTa cpeaa: Opyro
CoumanHa uen, 4neTo nocTuraHe ce Hacbpyasa: [pyro

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomneHue
Kputepun: O6w roguweH obopoT
OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Cifra anual de negocio

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegerneHn 4OCTaBKu
OnucaHnune Ha kpuTepus 3a nogbop: Trabajos realizados

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
Onucanue: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHO C KpUTEPUSA 3a BbarnaraHe: 4
Kputepun:
Bug: KauecTtBo
Onucanvne: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, ToMHa BENMYMHA)
Yuncno, ceBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 10
Kputepuin:
Bua: Kayectso
Onucanve: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (ToYkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 10
Kputepun:
Bug: KauecTtBo
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Onucanve: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN
TIEMPO REAL.

KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, ToYHa BennymHa)
Yncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbarnaraHe: 6

Kputepun:

Bua: Kauectso

Onucanve: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, ToYHa BENMYMHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 4

Kputepun:

Bua: LleHa

OnucaHue: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, ToYHa BennymHa)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEPUS 3a BbarnaraHe: 66

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTta nopbuka: https://contrataciondelestado.es/wps
/poc?uri=deeplink:detalle licitacion&idEvi=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
E3vun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asiBNEHNs 3a y4acTue: CNaHcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpEME
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta TpsabBa Aa octaHe BanuaHa: 2 Meceuun
MHdopmauumsna 3a obuwecTBeHaTa nopbukKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) naro4HoeBpoONeNCKo Bpeme,
LeHTPanHOEBPONENCKO NIATHO BpemMe
MsacTto: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
YcrnoBus, CBbp3aHu C U3MbiHEHNETO Ha gorosopa: Ver apartado X del cuadro de
caracteristicas .
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMma 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHu3auusi, oTroBapsiLla 3a npepasrnexaaHeTo (obxansaHeTo): Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat Politécnica de Valéncia
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MHdopmaums 3a kpanHUTe CcpokoBe 3a npepasrnexagaHe: Advertir a los interesados que el
presente acto pone fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el 6érgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-
Administrativo de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde
el dia siguiente al de la recepcidn de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante,
los interesados podran optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion,
en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa
o presunta de recurso de reposicion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de
la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo comun de las
administraciones publicas (BOE 2 de octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo
44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los
interesados que esta resolucién es definitiva en via administrativa y contra la misma podra
interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratacion regulado en dicho
articulo, ante el 6rgano de contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de
interposicion sera de 15 dias habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se remita
la notificacion del acto impugnado. En los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos
NEXT GENERATION), el plazo de interposicién del recurso especial en materia de
contratacion, cuando proceda, sera de 10 dias naturales y se computara en la forma
establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

OpraHusauus, npegocTassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacién. Edificio
Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
PerucTtpaunoHeH Homep: 40000260000071
PernctpaunoHeH Homep: Q4618002B
'pag: Valencia
MoweHckn kopa: 46022
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)
Ovpxaea: Micnanuna
3BeHO 3a koHTakT: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
EnekTpoHHa nowa: contratacion@upv.es
TenedoH: 963877406
NHTepHeT agpec: http://www.upv.es
Mpodoun Ha kynyBa4a: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat
Politécnica de Valéncia
'pag: Valencia
MoweHckn kopa: 46022
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Madrid (ES300)
Obpxaea: icnaHna
EnekTpoHHa nowa: contratacion@upv.es
TenedoH: +34 963877406
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MHTepHeT agpec: http://www.upv.es/entidades/CYO/

[pyru 3BeHa 3a KOHTaKT:

OdmumanHo HanmeHoBaHue: Universitat Politécnica de Valéncia

pag: Valencia

MoweHckn kopa: 46022

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)

Ovpxaea: Vicnanuna

MHTepHeT agpec: http://www.upv.es/entidades/CYO/

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

OpraHusauums, npegocTassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTndpukatop/sepcna Ha obasneHneTo: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0fo87c8a - 01
Bug Ha bopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6aBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpatiaHe Ha nssectuneto: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPMLMANHO JOCTBMHO: MCMAHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 504178-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 138/2026

[aTa Ha nybnukysaHe: 21/07/2026
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